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   Ｈ０１Ｌ  51/05     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/28    ２２０Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月18日(2011.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）式（Ｉ）の低分子半導体
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【化１】

　（式中、
　それぞれのＲ１は独立して、アルキル、アルコキシ、チオアルキル、ヒドロキシアルキ
ル、ヘテロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アラルキル、ハロ、ハロアル
キル、トリアルキルシリル、チエニル、ホルミル、アシル、アルコキシカルボニル、カル
ボキシ、アミノカルボニル、アミノスルホニル、又はこれらの組み合わせであり、
　それぞれのｎは独立して、０、１、２、又は３に相当する整数であり、及び
　それぞれのＲ２は独立して、アルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール、ヘテロア
リール、アラルキル、ヘテロアルキル、ヘテロアラルキル、又はヒドロキシアルキルであ
る）、
　（ｂ）絶縁ポリマー、並びに
　（ｃ）有機溶媒、
　を含むコーティング組成物であって、
　式（Ｉ）の低分子半導体及び前記絶縁ポリマーがそれぞれ、前記コーティング組成物の
総重量を基準として、少なくとも０．１重量％の溶解度を有する、
　コーティング組成物。
【請求項２】
　（ａ）式（Ｉ）の低分子半導体
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【化２】

　（式中、
　それぞれのＲ１は独立して、アルキル、アルコキシ、チオアルキル、ヒドロキシアルキ
ル、ヘテロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アラルキル、ハロ、ハロアル
キル、トリアルキルシリル、チエニル、ホルミル、アシル、アルコキシカルボニル、カル
ボキシ、アミノカルボニル、アミノスルホニル、又はこれらの組み合わせであり、
　それぞれのｎは独立して、０、１、２、又は３に相当する整数であり、及び
　それぞれのＲ２は独立して、水素、アルキル、アルコキシ、アルケニル、アリール、ヘ
テロアリール、アラルキル、ヘテロアルキル、ヘテロアラルキル、又はヒドロキシアルキ
ルである）、並びに
　（ｂ）絶縁ポリマー、
　を含む半導体層を含む半導体デバイス。
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